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１．概要（Summary） 

我々は、エレクトロクロミズムの原理を応用した調光デ

バイスの研究開発を行っている。その研究開発において、

デバイス性能評価に必要な素子サンプルの作製が課題と

なっている。 

そこで、独自に性能評価用の素子作製技術を確立す

ることを目指し、当センターの設備を活用して調光デバイ

スの素子サンプルの作製に必要な成膜および微細加工

プロセスの基礎技術を確立することとなった。本年度は、

独自にデザインした素子構造の作製プロセスにおいて必

要な薄膜の微細加工に用いるフォトマスクの設計および

作製を実施した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 エッチングチャンバー群一式 

 レーザ描画装置 

 

【実験方法】 

 調光デバイスの性能評価のための素子構造をデザイン

し、CADを用いてフォトマスク作製に必要なデータを作成

した。 

そのデータをレーザ描画装置で使用可能なデータに

変換した後、レーザ描画装置を用いてマスク基材上に塗

布されたフォトレジストを露光した。 

次いで、露光されたマスク基材を現像液により現像して

フォトレジストをパターニングした後、エッチング液を用い

てマスク基材上のクロム薄膜をエッチングすることによりフ

ォトレジストのパターンをクロム薄膜に転写した。 

その後、レジスト剥離液によりフォトレジストを剥離し、超

純水により洗浄した後、乾燥させることにより、素子作製に

用いるフォトマスクを得た。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

調光デバイスの性能評価のための素子作製の微細加

工プロセスにおいて用いるフォトマスクを設計、作製した。

今年度は、フォトマスクの作製までであったため、目的とす

る素子作製およびその性能評価まで至らなかった。 
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